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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、
　前記基材上に位置し、複数の単位画素転写部が配置されてなる単位画素転写部群を表面
に備える離型層と、
　を有し、
　前記単位画素転写部内では、少なくとも５本以上のライン状の凹凸パターンが、一の方
向に周期的に配置されており、
　前記単位画素転写部群内では、隣接する２つの前記単位画素転写部のうち、一方の前記
単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向と、他方の前記単位画素転写部の凹凸パターン
の長手方向とが、交差関係にあり、
　前記単位画素転写部の平面視形状の大きさが、一辺の長さが１５μｍ以上３００μｍ以
下であり、
　前記ライン状の凹凸パターンは、平面視形状がライン状の凸パターンおよび凹パターン
で構成され、複数の凸パターンおよび凹パターンが交互に配置された構造である離型シー
ト。
【請求項２】
　前記単位画素転写部群内では、隣接する２つの前記単位画素転写部のうち、一方の前記
単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向と、他方の前記単位画素転写部の凹凸パターン
の長手方向とが、直交関係にある請求項１に記載の離型シート。
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【請求項３】
　前記離型シートが長尺形状を有し、前記単位画素転写部群内では、隣接する２つの前記
単位画素転写部のうち、一方の前記単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向と、他方の
前記単位画素転写部の凹凸パターンの方向とが、前記離型シートの長手方向に対して４５
°傾斜している請求項２に記載の離型シート。
【請求項４】
　前記単位画素転写部の凹凸パターンは、凸パターンと凹パターンとを有し、隣接する前
記凸パターンの幅と前記凹パターンの幅との和が、３μｍ以上６０μｍ以下である請求項
１に記載の離型シート。
【請求項５】
　複数の単位画素転写部が配置されてなる単位画素転写部群を表面に備える離型シートで
あって、
　前記単位画素転写群は、第１の軸に沿って延びる複数のライン状の凹部および凸部で構
成された凹凸パターンを有する第１の単位画素転写部と、
　前記第１の単位画素転写部に隣接し、かつ、第２の軸に沿って延びる複数のライン状の
凹部および凸部で構成された凹凸パターンを有する第２の単位画素転写部と、
　前記第２の単位画素転写部に隣接し、かつ、第３の軸に沿って延びる複数のライン状の
凹部および凸部で構成された凹凸パターンを有する第３の単位画素転写部と、
　を少なくとも備え、
　前記第１の軸および前記第２の軸は交差関係にあり、かつ、前記第２の軸および前記第
３の軸は交差関係にあり、
　前記単位画素転写部の平面視形状の大きさが、一辺の長さが１５μｍ以上３００μｍ以
下であり、
　前記ライン状の凹部および凸部で構成された凹凸パターンは、平面視形状がライン状の
凸パターンおよび凹パターンで構成され、複数の凸パターンおよび凹パターンが交互に配
置された構造である離型シート。
【請求項６】
　前記第１の軸および前記第２の軸が交差する角度は、前記第２の軸および前記第３の軸
が交差する角度と一致する、請求項５に記載の離型シート。
【請求項７】
　前記第１の単位画素転写部、前記第２の単位画素転写部、および前記第３の単位画素転
写部の平面視形状は互いに合同の関係にある、請求項６に記載の離型シート。
【請求項８】
　前記第１の単位画素転写部、前記第２の単位画素転写部、および前記第３の単位画素転
写部の平面視形状は矩形である、請求項７に記載の離型シート。
【請求項９】
　前記第１の軸および前記第２の軸は直交関係にある、請求項７に記載の離型シート。
【請求項１０】
　前記第１の軸および前記第３の軸は直交関係にあり、かつ、前記第１の軸および前記第
２の軸は、９０°未満の角度で交差する関係にある、請求項７に記載の離型シート。
【請求項１１】
　前記第１の軸および前記第２の軸は４５°の角度で交差する関係にある、請求項７に記
載の離型シート。
【請求項１２】
　前記第１の単位画素転写部、前記第２の単位画素転写部、および前記第３の単位画素転
写部の平面視形状は互いに合同の関係にない、請求項６に記載の離型シート。
【請求項１３】
　前記第１の軸および前記第２の軸は直交関係にある、請求項１２に記載の離型シート。
【請求項１４】
　前記第１の単位画素転写部、前記第２の単位画素転写部、および前記第３の単位画素転
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写部の平面視形状は互いに合同の関係にあり、
　前記第１の軸および前記第２の軸が交差する角度は、前記第２の軸および前記第３の軸
が交差する角度と異なる、請求項５に記載の離型シート。
【請求項１５】
　支持層と、
　前記支持層に複数の単位画素が配置されてなる単位画素群を表面に備える樹脂表皮層と
、
　を有し、
　前記単位画素内では、少なくとも５本以上のライン状の凹凸パターンが、一の方向に周
期的に配置されており、
　前記単位画素群内では、隣接する２つの前記単位画素のうち、一方の前記単位画素の凹
凸パターンの長手方向と、他方の前記単位画素の凹凸パターンの長手方向とが、交差関係
にあり、
　前記単位画素の平面視形状の大きさが、一辺の長さが１５μｍ以上３００μｍ以下であ
り、
　前記ライン状の凹凸パターンは、平面視形状がライン状の凸パターンおよび凹パターン
で構成され、複数の凸パターンおよび凹パターンが交互に配置された構造である樹脂皮革
。
【請求項１６】
　前記単位画素群内では、隣接する２つの前記単位画素のうち、一方の前記単位画素の凹
凸パターンの長手方向と、他方の前記単位画素の凹凸パターンの長手方向とが、直交関係
にある請求項１５に記載の樹脂皮革。
【請求項１７】
　前記単位画素の凹凸パターンは、凸パターンと凹パターンとを有し、隣接する前記凸パ
ターンの幅と前記凹パターンの幅との和が、３μｍ以上６０μｍ以下である請求項１５に
記載の樹脂皮革。
【請求項１８】
　前記樹脂表皮層が、ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂よりなる群
から選択される少なくとも１種を含む請求項１５に記載の樹脂皮革。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、離型シートおよび樹脂皮革に関する。特に、光の回折および干渉により意匠
性を発現する樹脂皮革を製造することが可能な離型シート、および、上記離型シートを用
いて得られる樹脂皮革に関する。
【背景技術】
【０００２】
　合成皮革等の樹脂皮革は、表面に剥離性を持つ離型シート上に、原料となる樹脂組成物
を塗工して硬化した後に、上記離型シートを剥離することで製造することができ、樹脂組
成物により形成される表皮層により、天然皮革に似た質感や色あい等を有する。
　近年では、樹脂皮革に対して光学的な意匠性が求められており、この様な樹脂皮革を製
造するために、離型シートに様々な工夫が検討されている。例えば、特許文献１および２
では、表面にホログラム状の微細凹凸形状を有する離型シートが提案されており、このよ
うな離型シートを用いて得られる合成皮革は、表皮層に付されたホログラム状の微細凹凸
形状により、表面全体に虹色の光沢を出すことが可能である。
【０００３】
　なお、本明細書内において、樹脂皮革とは、樹脂により形成された天然皮革を疑似した
皮革であり、合成皮革および人工皮革の総称とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開平４－３６１６７１号公報
【特許文献２】特開２０１０－２５３７７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１および２では、樹脂皮革に対して面光源から光を当てると、光沢色の色みが
大きく変化して意匠性が発現する技術が開示されている。一方で、面光源から光を当てる
ことで、光沢色の色みの変化が少なく、表示される柄や色の光沢感が高まることにより意
匠性を発現する樹脂皮革も求められている。例えば、樹脂皮革表面に面光源からの光を当
てたときに、ある視認方向の範囲（視認領域）においては表面が強く光ることによる「て
かり」が抑えられ、樹脂皮革の色や柄を高光沢かつ明瞭に視認可能となるが、別の視認領
域においてはそのような視認ができないといった、光沢感のある柄や色が視認方向に応じ
て明瞭に表示されることによる意匠性の発現が期待される。
【０００６】
　このような意匠性を備える樹脂皮革を実現すべく、本発明者が鋭意検討を行った結果、
樹脂皮革の製造に用いられる離型シートにおいて、一方向のライン状や二方向の格子状等
の凹凸パターンを形成することで、得られる樹脂皮革が所望の意匠性を発現可能となるこ
とを見出した。
　これは、離型シート表面に付された凹凸パターンが樹脂皮革表面に賦型されることで、
樹脂皮革表面に当たった光が凹凸パターンにおいて回折し、光の干渉が起こる。このとき
生じる回折光や干渉光（以下、総じて「回折光等」とする場合がある。）により、樹脂皮
革は、「てかり」が抑えられた高光沢感のある色や柄を表示することが可能となるのであ
る。
【０００７】
　しかしながら、本発明者等がさらに鋭意検討を行ったところ、樹脂表皮表面に付される
凹凸パターンが一方向のライン状であると、面光源からの光に対して回折光が生じる領域
が制限され、また、干渉光が生じる領域も限定されてしまう。このため、樹脂皮革の色や
柄を高光沢かつ明瞭に視認可能となる方向も一方向に限定されてしまうといった、視認方
向の角度依存性が生じるという新たな問題があることを見出した。
　また、樹脂表皮表面に付される凹凸パターンが二方向の格子状である場合、回折光や干
渉光が多方向に生じるため、上述の角度依存性の解消を図ることができる。しかし、離型
シートを用いて樹脂皮革を製造する際に、凹凸パターンを精度よく賦型することが難しい
。このため、樹脂皮革表面に付された凹凸形状の寸法精度が光の回折および干渉に影響を
及ぼして、所望の意匠性が得られないという問題があることも見出した。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記問題を解決すべく、本発明者等はさらに鋭意検討を行った。本発明者等は、樹脂皮
革表面において、ライン状の凹凸パターンが長手方向を一定の方向に定めて複数本配列さ
れてなる１つの区画領域を単位画素とする。そして、隣接する上記単位画素の凹凸パター
ンの長手方向同士が交差関係となるようにして上記単位画素を複数配置する。その結果、
面光源からの光に対して多方向に回折光および干渉光が生じるため、視認方向の角度依存
性を解消することができることを見出した。これにより、視認方向に因らず、「てかり」
が抑えられた高光沢かつ明瞭な色や柄を、光沢色の色みの変化を伴わずに表示することが
可能となることを知見した。また、このような樹脂皮革の製造を可能とする離型シートは
、樹脂皮革表皮に凹凸パターンを簡便かつ精度よく転写形成することができる。
【０００９】
　また、このような樹脂皮革は、点光源からの光に対しても、視認方向に因らない意匠性
の発現が可能であり、この場合、面光源からの光が当たる場合とは異なる意匠性の発現が
可能であることも知見した。すなわち、表面に上述の構造を有する樹脂皮革は、点光源か
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らの光を受けることで、各単位画素において凹凸パターンの長手方向と直交方向に光の回
折および干渉を生じる。隣接する単位画素の凹凸パターンの長手方向同士が交差関係にあ
り、各単位画素にてこのように特定の方向に光が分光されることで、上記樹脂皮革は、視
認方向に因らず、分光方向に応じた回折光等による光輝感を有する柄を表示することが可
能となる。
【００１０】
　本発明は、このような知見に基づいてなされたものであり、視認方向に因らず、面光源
からの光に対して高光沢かつ明瞭な色や柄を表示し、点光源からの光に対して光輝感を有
する柄を表示することが可能な樹脂皮革を、簡便かつ高精度に製造することができる離型
シート、および、上記離型シートを用いて得られる樹脂皮革を提供することを主目的とす
る。
【００１１】
　本発明の一実施形態は、基材と、上記基材上に位置し、複数の単位画素転写部が配置さ
れてなる単位画素転写部群を表面に備える離型層と、を有し、上記単位画素転写部内では
、少なくとも５本以上のライン状の凹凸パターンが、一の方向に周期的に配置されており
、上記単位画素転写部群内では、隣接する２つの上記単位画素転写部のうち、一方の上記
単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向と、他方の上記単位画素転写部の凹凸パターン
の長手方向とが、交差関係にある離型シートを提供する。
【００１２】
　本発明の一実施形態は、複数の単位画素転写部が配置されてなる単位画素転写部群を表
面に備える離型シートであって、上記単位画素転写群は、第１の軸に沿って延びる複数の
ライン状の凹部および凸部で構成された凹凸パターンを有する第１の単位画素転写部と、
上記第１の単位画素転写部に隣接し、かつ、第２の軸に沿って延びる複数のライン状の凹
部および凸部で構成された凹凸パターンを有する第２の単位画素転写部と、上記第２の単
位画素転写部に隣接し、かつ、第３の軸に沿って延びる複数のライン状の凹部および凸部
で構成された凹凸パターンを有する第３の単位画素転写部と、を少なくとも備え、上記第
１の軸および上記第２の軸は交差関係にあり、かつ、上記第２の軸および上記第３の軸は
交差関係にある離型シートを提供する。
【００１３】
　本発明の一実施形態は、支持層と、上記支持層に複数の単位画素が配置されてなる単位
画素群を表面に備える樹脂表皮層と、を有し、上記単位画素内では、少なくとも５本以上
のライン状の凹凸パターンが、一の方向に周期的に配置されており、上記単位画素群内で
は、隣接する２つの上記単位画素のうち、一方の上記単位画素の凹凸パターンの長手方向
と、他方の上記単位画素の凹凸パターンの長手方向とが、交差関係にある樹脂皮革を提供
する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の一実施形態に係る離型シートは、視認方向に因らず、面光源からの光に対して
は回折光等により高光沢かつ明瞭な色や柄を表示することができ、点光源からの光に対し
ては回折光等による光輝感を有する柄を表示することが可能な樹脂皮革を、簡便かつ高精
度に製造することができるといった効果を奏する。
　また、本発明の一実施形態に係る樹脂皮革は、視認方向に因らず、光源の種類に応じて
回折光等による異なる意匠性を発現することができるといった効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る離型シートの一例を示す概略断面図および平面図であ
る。
【図２】単位画素転写部群の一例を示す拡大平面図およびＸ－Ｘ断面図である。
【図３】単位画素転写部の凹凸パターンを説明するための概略断面図である。
【図４】単位画素転写部の凹凸パターンを説明するための概略断面図である。
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【図５】本発明の一実施形態に係る離型シートの他の例における単位画素転写部群の拡大
平面図である。
【図６】単位画素転写部群における単位画素転写部の配置態様を説明するための概略平面
図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る離型シートの他の例を示す概略断面図である。
【図８】単位画素転写部群の一例を示す拡大平面図である。
【図９】単位画素転写部群の一例を示す拡大平面図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る樹脂皮革の一例を示す概略断面図および平面図であ
る。
【図１１】単位画素部群の拡大平面図およびＸ－Ｘ断面図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る樹脂皮革の使用例を示す模式図である。
【図１３】実施例の離型シートの一部を示す概略平面図である。
【図１４】実施例の離型シートにより得た合成皮革の、点光源照射による表示柄を説明す
るための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態に係る離型シートおよび樹脂皮革について詳細に説明する。
【００１７】
Ａ．離型シート
　本発明の一実施形態に係る離型シート（以下、本実施形態の離型シートとする場合があ
る。）は、基材と、上記基材上に位置し、複数の単位画素転写部が配置されてなる単位画
素転写部群を表面に備える離型層と、を有し、上記単位画素転写部内では、少なくとも５
本以上のライン状の凹凸パターンが、一の方向に周期的に配置されており、上記単位画素
転写部群内では、隣接する２つの上記単位画素転写部のうち、一方の上記単位画素転写部
の凹凸パターンの長手方向と、他方の上記単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向とが
、交差関係にある。
【００１８】
　本実施形態の離型シートについて、図を参照して説明する。図１（ａ）および図１（ｂ
）は本発明の一実施形態に係る離型シートの一例を示す概略断面図および平面図である。
また、図２（ａ）は単位画素転写部群の一部の拡大平面図であり、図１（ｂ）のＺ部分の
拡大図に相当する。図２（ｂ）は図２（ａ）のＸ－Ｘ線断面図であり、単位画素転写部の
概略断面図である。
　図１および図２に示す離型シート１０は、基材１と、基材１上に位置し、複数の単位画
素転写部１１が配置されてなる単位画素転写部群を表面に備える離型層２とを有する。
　単位画素転写部１１内では、少なくとも５本以上のライン状の凹凸パターン１１１が、
一の方向に周期的に配置されている。なお、凹凸パターン１１１は、平面視形状がライン
状の凹パターン（凹部）１１１ａと、平面視形状がライン状の凸パターン（凸部）１１１
ｂとが、それぞれ長尺方向を同一の方向にして交互に複数本配置されて構成されている。
なお、図２（ｂ）において、凹パターン（凹部）１１１ａが４本（１１１ａ1～１１１ａ4

）、凸パターン（凸部）１１１ｂが４本（１１１ｂ1～１１１ｂ4）の合計８本で構成され
る凹凸パターンを有している。
　また、単位画素転写部群内では、隣接する２つの単位画素転写部１１Ａ、１１Ｂのうち
、一方の単位画素転写部１１Ａの凹凸パターン１１１Ａの長手方向ＬＡと、他方の単位画
素転写部１１Ｂの凹凸パターン１１１Ｂの長手方向ＬＢとが、交差関係にある。
【００１９】
　本発明者等は、面光源からの光が樹脂皮革表面に当たる際に、上記樹脂皮革表面にて光
の回折および干渉を生じさせ、これらの回折光等を利用することで、樹脂皮革の柄や色の
光沢感を高めることができ、従来の光沢色の色みの変化による意匠性とは異なる意匠性の
発現が可能であることを見出した。
　そして、このような樹脂皮革を製造するための離型シートの仕様としては、樹脂皮革表
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面に光の回折および干渉を生じることが可能な形状を付す必要があることから、例えば、
離型シートの表面に、一方向のライン状や二方向の格子状等の凹凸パターンが形成された
仕様が想到される。
【００２０】
　しかし、離型シートの表面に、一方向のライン状の凹凸パターンのみを有する場合、上
記離型シートにより得られる樹脂皮革に対して面光源からの光を当てると、上記樹脂皮革
の表面の凹凸パターンにおいて生じる光の回折方向は、上記凹凸パターンの長尺方向と交
差する方向に限定される。このため、ライン状の上記凹凸パターンの長手方向に沿って上
記樹脂皮革を見ると、視認方向が光の回折が生じない方向と一致するため、所望の色や柄
を視認することができない。このように、一方向のライン状の凹凸パターンでは、樹脂皮
革の色や柄を高光沢かつ明瞭に視認が可能となる視認方向に角度依存性を有することとな
る。
【００２１】
　また、離型シートの表面に二方向の格子状である凹凸パターンを有する場合、得られる
樹脂皮革に面光源からの光を当てると、光の回折方向が一方向に限定されず、格子形状に
応じて干渉光が多方向に生じることとなる。このため、上記角度依存性が解消され、樹脂
皮革は、面光源からの光に対して視認方向に因らず高光沢かつ明瞭な色や柄を表示するこ
とが可能となる。しかし、離型シートを用いて樹脂皮革表面に格子状の凹凸パターンを賦
型することは容易では無い。そして、樹脂皮革表面に離型シートの凹凸パターンが高精度
に転写されなければ、樹脂皮革表面の形成された凹凸パターンでの光の回折傾向や干渉縞
のパターンが変化して、所望の意匠性を発現することが困難となる。
【００２２】
　これに対し、本実施形態の離型シートでは、ライン状の凹凸パターンの長手方向を一の
方向に定めて複数本が周期的に配列されてなる１つの区画領域を、単位画素転写部とする
。また、複数の単位画素転写部の集合体である単位画素転写部群においては、単位画素転
写部が、隣接する単位画素転写部と、凹凸パターンの長手方向が交差関係となるようにし
て配置されている。単位画素転写部および単位画素転写部群を上記の構造とすることで、
単位画素転写部単体では凹凸パターンは一方向を示すのに対し、単位画素転写部群全体で
は二以上の方向を示す凹凸パターンを有することとなる。
【００２３】
　そして、本実施形態の離型シートにより得られる樹脂皮革は、上記離型シートの単位画
素転写部およびその集合体である単位画素転写部群が転写されて、表面に単位画素および
その集合体である単位画素群を備えることとなる。このため、上記樹脂皮革においても、
単位画素では一方向の凹凸パターンを有しつつ、単位画素群全体では二以上の方向を示す
凹凸パターンを有することとなる。そして、このような樹脂皮革に面光源からの光が当た
ると、格子状の凹凸パターンと同様に多方向に光の回折および干渉を生じさせることが可
能となる。
　このように、本実施形態の離型シートにより得られる樹脂皮革は、面光源からの光に対
して、光沢色の色みを保ちつつ、「てかり」が抑えられた高光沢かつ明瞭な色や柄を、視
認方向に因らず表示することが可能となる。
【００２４】
　また、本実施形態の離型シートにより得られる樹脂皮革は、点光源からの光が当たると
、面光源からの光が当たる場合とは異なる意匠性の発現が可能である。
　樹脂皮革表面に点光源からの光が当たると、各単位画素において凹凸パターンの長手方
向と直交方向に光の回折および干渉を生じる。隣接する単位画素の凹凸パターンの長手方
向同士が交差関係にあり、各単位画素においてこのように特定の方向に光が分光されるこ
とで、上記樹脂皮革は、視認方向に因らず、分光方向に応じた回折光等による光輝感を有
する柄を発現することができる。このとき発現される柄は、単位画素群内において凹凸パ
ターンの長手方向が示す向きの本数や、隣接する単位画素の凹凸パターンの交差態様によ
り設計される。
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【００２５】
　本実施形態の離型シートは、各単位画素を転写形成する単位画素転写部ごとに、一方向
を示す凹凸パターンが形成されている。このため、上述した意匠性の発現が可能な樹脂皮
革の製造に際し、各単位画素転写部の凹凸パターンを高精度で転写することが可能となる
。
【００２６】
　すなわち、本実施形態の離型シートによれば、離型シートの表面において上述の構造を
有することで、面光源からの光に対しては、回折光等により視認方向に因らず、高光沢か
つ明瞭な色や柄を光沢色の色みの変化を伴わずに表示することが可能であり、一方、点光
源からの光に対しては、視認方向に因らず、特定方向に分光した回折光等による光輝感を
有する柄を表示することが可能な樹脂皮革を、簡便かつ高精度に製造することができる。
【００２７】
　以下、本実施形態の離型シートの各構成について説明する。
【００２８】
１．離型層
　離型層は、上記基材上に位置し、複数の単位画素転写部が配置されてなる単位画素転写
部群を表面に備える層である。
【００２９】
（１）単位画素転写部群
　単位画素転写部群は、複数の単位画素転写部が配置されてなる。
【００３０】
（ａ）単位画素転写部
　上記単位画素転写部内では、１本以上のライン状の凹パターンおよび凸パターンを含む
ライン状の凹凸パターンが配置され、例えば、少なくとも５本以上のライン状の凹凸パタ
ーンが、一の方向に周期的に配置されている。
【００３１】
　ここで、ライン状の凹凸パターンとは、平面視形状がライン状の凸パターンおよび凹パ
ターンで構成され、複数の凸パターンおよび凹パターンが交互に配置された構造をいう。
凹凸パターンを構成する凸パターンおよび凹パターンのことを、それぞれ、凸部および凹
部と称する場合がある。また、平面視とは、離型層の単位画素転写部群を備えた表面から
見ることを意味する。後述する樹脂皮革の場合は、平面視とは、樹脂表皮層の単位画素群
を備えた面から見ることを意味する。
【００３２】
　また、ライン状の凹凸パターンが、一の方向に周期的に配置されているとは、凸パター
ン（凸部）と凹パターン（凹部）とが、一の方向に交互に配置されており、凸パターン（
凸部）および凹パターン（凹部）の長手方向が同一方向に揃うことをいう。
【００３３】
　また、凹凸パターンの長手方向とは、凹パターンおよび凸パターンの平面視における長
手方向をいい、上記長手方向のことを、凹パターンおよび凸パターンが沿って延びる「軸
」と称する場合がある。
【００３４】
　すなわち、「単位画素転写部内では、少なくとも５本以上のライン状の凹凸パターンが
、一の方向に周期的に配置されている」とは、「単位画素転写部内では、複数の凹部およ
び凸部が一の方向に交互に配置されて５本以上で構成された凹凸パターンを有し、複数の
上記凹部および上記凸部は、平面視形状が一の軸に沿って延びるライン形状である」と言
うことができる。
【００３５】
　凹凸パターンを構成する凹パターンおよび凸パターンは、平面視形状がライン状であり
、通常は、直線状である。凸パターンおよび凹パターンの断面形状としては、特に限定さ
れないが、例えば、正方形や長方形等の矩形、台形、三角形、半円形、放物線状、釣鐘形
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、双曲線状等が挙げられる。中でも、台形が好ましい。本実施形態の離型シートを用いて
樹脂皮革を製造する際に、単位画素転写部内の凹凸パターンを構成する凹パターンおよび
凸パターンが傾斜側面を有することから、樹脂皮革表面に容易に転写することができるか
らである。また、本実施形態の離型シートにより得られる上記樹脂皮革において、各単位
画素が有する台形状の凹パターンおよび凸パターン間で光が干渉しやすくなるため、光源
の種類に応じた意匠性を発現しやすくなるからである。
　凸パターンと凹パターンとは、断面形状が同一であってもよく、図３（ｅ）で示すよう
に異なってもよい。図３（ａ）～（ｅ）は、凹凸パターンの、長手方向と直交する方向に
おける断面形状の例を示す模式図である。
【００３６】
　また、凹凸パターンの、長手方向と直交する方向における断面形状は、交互に配置され
る凹パターンおよび凸パターンの断面形状に応じて決定され、例えば、方形波、台形波、
正弦波形、三角波形、鋸歯状波等が挙げられる。
【００３７】
　凹凸パターンの凸パターンの頂部または凹パターンの底部は、平坦面であってもよく、
尖っていてもよく、曲面を有していてもよい。
【００３８】
　また、凹凸パターン１１１は、図４（ａ）で示すように、凹バターン１１１ａの底部が
離型層２の表面Ｓと同一面内にあり、且つ、凸パターン１１１ｂの頂部が離型層２の表面
Ｓよりも厚み方向において上方に位置していてもよく、図４（ｂ）で示すように、凸パタ
ーン１１１ｂの頂部が離型層２の表面Ｓと同一面内にあり、且つ、凹バターン１１１ａの
底部が離型層２の表面Ｓよりも厚み方向において下方に位置していてもよい。
【００３９】
　図４（ａ）の場合、表面Ｓから突出している離型層２の部分を凸パターン１１１ｂとし
、上記凸パターン１１１ｂと隣接する離型層２が無い部分を凹パターン１１１ａとするこ
とができる。そして、凹パターン１１１ａおよび凸パターン１１１ｂの本数は、図４（ａ
）に示すように、凹パターン１１１ａが４本、凸パターン１１１ｂが３本であり、合計７
本のパターン本数である。
　また、図４（ｂ）の場合、表面Ｓから窪んでいる部分が凹パターン１１１ａとなってお
り、凹パターンとその隣りに位置する凹パターンとの間にできる離型層２の部分が凸パタ
ーン１１１ｂとなっている。そして、凹パターン１１１ａおよび凸パターン１１１ｂの本
数は、図４（ｂ）に示すように、凹パターン１１１ａが３本、凸パターン１１１ｂが４本
であり、合計７本のパターン本数である。
【００４０】
　なお、図３（ｂ）～（ｄ）のような場合、凹凸パターンの底部と頂部との間に仮想に設
けられた基準線Ｒに対して、基準線Ｒより頂部側の部分を凸パターン１１１ｂとし、凸パ
ターン１１１ｂに隣接し離型層２が無い部分を凹パターン１１１ａとする。
【００４１】
　凹凸パターンの凹パターンの幅および凸パターンの幅（以下、パターン幅と称する場合
がある。）はそれぞれ、凸パターンの幅と上記凸パターンに隣接する上記凹パターンの幅
との和が、後述する凹凸パターンのピッチの大きさとなればよい。上記凸パターンの幅と
上記凹パターンの幅とは、等幅であってもよく、異なっていてもよい。
　凹パターンの幅と凸パターンの幅とが異なる場合、凹パターンの幅と凸パターンの幅と
の比率が、１：９から９：１の範囲内であればよく、好ましくは３：７から７：３の範囲
内である。比率が上記範囲から外れると、本実施形態の離型シートにより得られる樹脂皮
革の単位画素において、光の回折および干渉が十分に起こらず、光源の種類に応じた所望
の意匠性が発現されない場合がある。
　凹パターンの幅および凸パターンの幅とは、凹パターンおよび凸パターンの平面視上に
おいて、長手方向Ｌと直交方向の長さをいう。図２（ｂ）および図３（ａ）～（ｅ）中に
おいて、凹パターンの幅はＤａで示す部分であり、凸パターンの幅はＤｂで示す部分であ
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る。
【００４２】
　凹パターンおよび凸パターンの長手方向の長さは、単位画素転写部の平面視形状の寸法
に応じて適宜設定される。
【００４３】
　単位画素転写部において、凹凸パターンは、一の方向に周期的に配置されている。すな
わち、凹凸パターンを構成する複数の凹パターンと複数の凸パターンとが、一の方向に沿
って交互に周期的に配置されている。
　上記凹凸パターンのピッチ（凹凸周期）は、本実施形態の離型シートにより得られる樹
脂皮革において、回折光等が視認可能な大きさであればよく、例えば３μｍ以上６０μｍ
以下であることが好ましく、中でも５μｍ以上３０μｍ以下であることが好ましい。単位
画素転写部の凹凸パターンのピッチが上記範囲から外れると、本実施形態の離型シートに
より得られる樹脂皮革において、単位画素群による光の回折や干渉が生じにくくなり回折
光等の視認が困難になるため、光源の種類に応じた所望の意匠性が発現されない場合があ
る。また、単位画素転写部の凹凸パターンのピッチが上記範囲よりも小さい場合、本実施
形態の離型シートにより得られる樹脂皮革において、面光源からの光に対して光沢色の変
化が大きくなるため所望の意匠性が得られない可能性がある。
　凹凸パターンのピッチとは、隣接する上記凸パターンの幅と上記凹パターンの幅との和
、すなわち、一の凸パターンの幅と上記一の凸パターンに隣接する凹パターンの幅との和
をいい、図２（ｂ）、図３（ａ）～（ｅ）においてＰで示す部分である。
【００４４】
　単位画素転写部の凹凸パターンの凹凸段差としては、本実施形態の離型シートにより得
られる樹脂皮革において、回折光および干渉光が生じる大きさであればよく、例えば０．
０５μｍよりも大きく２０μｍよりも小さいことが好ましく、中でも０．１μｍ～３μｍ
の範囲内が好ましい。凹凸段差が上記範囲よりも大きいと、上記離型シートを用いて樹脂
皮革を製造する際に、樹脂皮革表面に転写することが困難な場合がある。一方、凹凸段差
が上記範囲よりも小さいと、上記離型シートにより得られる樹脂皮革において、回折光お
よび干渉光が生じにくくなり、光源の種類に応じた所望の意匠性が発現されない場合があ
る。
　単位画素転写部の凹凸パターンの凹凸段差とは、凸パターンの頂部から上記凸パターン
に隣接する凹パターンの底部までの間の距離をいい、図２（ｂ）、図３（ａ）～（ｅ）に
おいてＴで示す部分である。
【００４５】
　単位画素転写部の平面視形状としては、所望のライン状の凹凸パターンを有し、後述す
る所望のアスペクト比を有する形状であれば特に限定されず、例えば、三角形、正方形や
長方形等の矩形、六角形等の多角形や正多角形、円形等が挙げられる。
【００４６】
　単位画素転写部のアスペクト比は、１０：１～１：１０の範囲内であることが好ましく
、中でも５：１～１：５の範囲内であることが好ましい。単位画素転写部のアスペクト比
が上記範囲よりも大きいと、本実施形態の離型シートにより得られる樹脂皮革において、
モアレが生じ、所望の意匠性が発現されない場合がある。
　単位画素転写部のアスペクト比は、単位画素転写部に外接する最小の正方形または長方
形を想定したときの、上記正方形の直交関係にある二辺の比または上記長方形の長辺と短
辺との比をいう。
【００４７】
　単位画素転写部の平面視形状の大きさは、単位画素転写部内に所望の本数の凹凸パター
ンを有することが可能な大きさであればよい。単位画素転写部の一辺の長さが、１５μｍ
以上３００μｍ以下が好ましく、中でも２５μｍ以上８０μｍ以下の範囲内が好ましい。
　単位画素転写部の一辺の長さが上記範囲よりも大きいと、本実施形態の離型シートによ
り得られる樹脂皮革において、単位画素が目視されやすくなり、意匠性に劣る場合がある
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。一方、単位画素転写部の一辺の長さが上記範囲よりも小さいと、単位画素転写部あたり
のパターン本数が少なくなり、本実施形態の離型シートにより得られる樹脂皮革において
、回折光および干渉光が十分に得られず、光源の種類に応じた所望の意匠性を発現するこ
とが困難となる場合がある。
　単位画素転写部の一辺の長さとは、単位画素転写部に外接する最小の正方形または長方
形を想定したときの、上記正方形の一辺の長さまたは上記長方形の長辺の長さをいう。
【００４８】
　なかでも、上記単位画素転写部の平面視形状が矩形であり、一辺の長さが１５μｍ以上
３００μｍ以下であることが好ましい。
【００４９】
　単位画素転写部内に含まれるパターン本数は、２本以上あればよい。さらに、１つの単
位画素転写部あたり５本以上であればよく、５本以上１０００本以下であることが好まし
く、中でも１０本以上１００本以下であることが好ましい。単位画素転写部内に含まれる
パターン本数が上記範囲よりも多いと、単位画素転写部が大きくなり、本実施形態の離型
シートにより得られる樹脂皮革において、単位画素が目視されやすくなる場合がある。一
方、単位画素転写部内に含まれるパターン本数が上記範囲よりも少ないと、本実施形態の
離型シートにより得られる樹脂皮革において生じる回折光および干渉光の強度が弱くなり
、所望の意匠性を発現できない場合がある。
　パターン本数とは、凹パターンの本数と凸パターンの本数との総数をいう。
【００５０】
（ｂ）単位画素転写部群
　単位画素転写部群は複数の単位画素転写部により構成される。単位画素転写部群は、同
一の単位画素転写部により構成されていてもよく、凹凸パターンの形状や寸法、単位画素
転写部の平面視形状等の異なる複数種類の単位画素転写部により構成されていてもよい。
【００５１】
　すなわち、上記単位画素転写部群は、凹凸パターンが同一である単位画素転写部により
構成されていてもよく、凹凸パターンが異なる複数種類の単位画素転写部により構成され
ていてもよい。
　凹凸パターンが同一であるとは、長手方向以外が同じであること、すなわち、凹パター
ンおよび凸パターンの断面形状、ピッチ、および凹凸段差が同じであることをいう。
　また、単位画素転写部群は、平面視形状が同一である複数の単位画素転写部により構成
されていてもよく、平面視形状が異なる複数の単位画素転写部により構成されていてもよ
い。
　さらに、単位画素転写部群は平面視形状が同一であり且つ凹凸パターンが同一である複
数の単位画素転写部により構成されていてもよく、平面視形状または凹凸パターンのいず
れか少なくとも一方が異なる複数の単位画素転写部により構成されていてもよい。
【００５２】
　例えば、既に説明した図１（ｂ）に示す単位画素転写部群の一部分Ｚは、平面視形状が
正方形で同一であり、且つ、凹凸パターンが同一の複数の単位画素転写部１１Ａ、１１Ｂ
により構成されている。
　また、図５に示す単位画素転写部群の一部分Ｚは、平面視形状が三角形である第１の単
位画素転写部１１Ａと、四角形である第２の単位画素転写部１１Ｂと、五角形である第３
の単位画素転写部１１Ｃと、により構成されており、第１の単位画素転写部１１Ａ、第２
の単位画素転写部１１Ｂおよび第３の単位画素転写部１１Ｃは、凹凸パターンが同一であ
る例を示す。
　なお、図５については、「Ｂ．その他の態様」の項で説明する。
【００５３】
　上記単位画素転写部群内では、隣接する２つの上記単位画素転写部のうち、一方の上記
単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向と、他方の上記単位画素転写部の凹凸パターン
の長手方向とが、交差関係にある。
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　隣接する２つの上記単位画素転写部の一方の上記単位画素転写部の凹凸パターンの長手
方向と、他方の上記単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向とが交差関係にあるとは、
例えば、図６（ａ）、（ｂ）で例示するように、一方の上記単位画素転写部１１Ａの凹凸
パターンの長手方向ＬＡと、他方の上記単位画素転写部１１Ｂの凹凸パターンの長手方向
ＬＢとが、直交関係にあってもよい。また、図６（ｃ）で例示するように、一方の上記単
位画素転写部１１Ａの凹凸パターンの長手方向ＬＡと、他方の上記単位画素転写部１１Ｂ
の凹凸パターンの長手方向ＬＢとが、所望の角度（図６（ｃ）においては交差角度θ＝４
５°）で交差していてもよい。
　一方の上記単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向と他方の上記単位画素転写部の凹
凸パターンの長手方向との交差角度については特に限定されない。
【００５４】
　なお、上記交差角度とは、一方の上記単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向と他方
の上記単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向との２つの方向がなす角度のうち、鋭角
側の角度を指す。
　以下において交差角度について具体的な値を挙げる場合、その値は本実施形態が奏する
効果を過度に損なわない程度に、製造に起因する誤差等を含んで理解される。例えば、交
差角度をＸ°とするとき、Ｘ°±２°の幅をもって理解されうる。また、「直交」や「平
行」といった程度を示す語句も、上記と同様に本実施形態が奏する効果を過度に損なわな
い程度に、製造に起因する誤差等を含んで理解される。
【００５５】
　中でも隣接する２つの上記単位画素転写部１１のうち、一方の上記単位画素転写部の凹
凸パターンの長手方向と、他方の上記単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向とが、直
交関係にある、すなわち上記交差角度が９０°であることが好ましい。本実施形態の離型
シートにより得られる樹脂皮革において、面光源からの光に対しては、より広範囲で回折
光等による高光沢かつ明瞭な色や柄を表示することができ、このような色や柄の視認が可
能となる視認範囲を広く設定することができる。一方、点光源からの光に対しては、回折
光により発現される柄が光輝感を有する十字となることで、意匠性を向上させることがで
きるからである。
【００５６】
　本実施形態の離型シートにおいて、単位画素転写部群内の凹凸パターンの長手方向の示
す向きが二方向以上であればよい。すなわち、単位画素転写部群内においては、図６（ａ
）、（ｂ）で例示するように、凹凸パターンの長手方向ＬＡ、ＬＢが交差関係になる２種
類の単位画素転写部１１Ａ、１１Ｂが配置されていてもよく、図６（ｃ）、で例示するよ
うに、凹凸パターンの長手方向ＬＡ～ＬＤが交差関係になる３種類以上の単位画素転写部
１１Ａ～１１Ｄが配置されていてもよい。
【００５７】
　凹凸パターンの長手方向が交差関係になる２種類の単位画素転写部が配置される場合、
単位画素転写部群内における凹凸パターンの長手方向が示す向きは二方向となる。一方、
凹凸パターンの長手方向が交差関係になる３種類以上の単位画素転写部が配置される場合
、単位画素転写部群内における凹凸パターンの長手方向が示す向きは三方向以上となる。
【００５８】
　単位画素転写部群内における凹凸パターンの長手方向が示す向きを二方向以上とするこ
とで、本実施形態の離型シートにより得られる樹脂皮革において、面光源からの光に対す
る視認方向の角度依存性をさらに小さくすることができる。また、点光源からの光に対し
ては、分光方向を多方向に制御可能となるため、回折光等により表示される柄の形状を設
計することができ、分光方向が多方向となることによる上記柄の輝度向上を図ることがで
きる。
【００５９】
　例えば、単位画素転写部群内における凹凸パターンの長手方向が示す向きが図６(ａ)、
（ｂ）で示すように二方向であれば、本実施形態の離型シートにより得られる樹脂皮革の
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単位画素群内における凹凸パターンの長手方向が示す向きも二方向となり、光輝感を有す
る十字の柄が表示される。
　一方、単位画素転写部群内における凹凸パターンの長手方向が示す向きが図６(ｃ)で示
すように四方向であれば、本実施形態の離型シートにより得られる樹脂皮革の単位画素群
内における凹凸パターンの長手方向が示す向きも四方向となり、回折光が八方向に延びた
放射形状の光輝感を有する柄が表示される。
【００６０】
　また、本実施形態の離型シートが長尺形状を有する場合、各単位画素転写部内の凹凸パ
ターンの長手方向は、図６（ａ）で例示するように離型シート１０の長尺方向ＭＤと平行
または直交していてもよく、図６（ｂ）で例示するように、離型シート１０の長尺方向Ｍ
Ｄに対して所望の傾斜角度（図６（ｂ）においては傾斜角度θ＝４５°）で交差していて
もよい。
　中でも、一方の上記単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向と、他方の上記単位画素
転写部の凹凸パターンの方向とが、上記離型シートの長手方向に対して４５°傾斜してい
ることがより好ましい。
　本実施形態の離型シートを用いて樹脂皮革を製造するに際し、凹凸パターンの転写精度
が向上して、樹脂皮革表面に簡便かつ高精度に凹凸パターンを転写することができるから
である。
【００６１】
　複数の上記単位画素転写部は、通常、間隔を有さずに配置されるが、単位画素転写部の
平面視形状が円形の場合等、単位画素転写部の平面視形状によっては、間隔を有して配置
されてもよい。複数の上記単位画素転写部が間隔を有する場合、上記間隔の大きさは、本
実施形態の離型シートにより得られる樹脂皮革において単位画素による回折光の発生を阻
害しない程度の大きさであればよい。
【００６２】
（２）離型層
　上記離型層の材料は、表面に所望の単位画素転写部群を備える離型層を形成することが
でき、また、本実施形態の離型シートを用いた樹脂皮革の製造に際し、樹脂皮革を容易に
剥離可能な材料であればよい。上記材料としては、例えば、熱可塑性樹脂、硬化樹脂等の
樹脂が挙げられる。硬化樹脂とは、熱硬化性樹脂を加熱して硬化した樹脂（熱硬化樹脂）
、または電離放射線樹脂を電離放射線の照射により硬化した樹脂（電離放射線硬化樹脂）
をいう。また、電離放射線硬化樹脂としては、紫外線硬化樹脂、電子線硬化樹脂を挙げる
ことができる。
　ここで、「電離放射線」とは、電磁波または荷電粒子線のうち、分子を重合あるいは架
橋し得るエネルギー量子を有する放射線をいい、例えば、紫外線や電子線の他、Ｘ線、γ
線等の電磁波、α線、イオン線等の荷電粒子線が挙げられる。中でも紫外線、電子線が好
ましい。
【００６３】
　熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリメチルメタクリレート等のアクリル系樹脂；ポリ
エチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン等のポリオレフィン系樹脂；ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂；ポリスチレン
等のスチレン系樹脂；ポリ塩化ビニル等のビニル系樹脂；ポリカーボネート樹脂；シリコ
ーン樹脂；ポリビニルアルコール；特開２０１５－２７８１１号公報等に開示される共重
合体等の、従来公知の樹脂を用いることができる。
【００６４】
　熱硬化性樹脂としては、例えば、不飽和ポリエステル、メラミン、エポキシ、ポリエス
テル（メタ）アクリレート、ウレタン（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレ
ート、ポリエーテル（メタ）アクリレート、ポリオール（メタ）アクリレート、メラミン
（メタ）アクリレート、トリアジン系アクリレート等が挙げられる。
　電離放射線硬化性樹脂としては、例えば、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂、エステル
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系樹脂、アクリル系樹脂、アクリル酸エステル共重合体等が挙げられる。
【００６５】
　中でも、上記離型層が、熱可塑性樹脂を含むことが好ましく、上記離型層が、ポリプロ
ピレンを含むことがより好ましい。離型層表面に所望の単位画素転写部群を高精度に形成
することができ、また、本実施形態の離型シートを用いて樹脂皮革を製造する際に、樹脂
皮革からの剥離性が良好となるからである。
【００６６】
　離型層は透明であってもよく、半透明または不透明であってもよい。また、上記離型層
は着色されていてもよい。
【００６７】
　離型層の厚みは、所望の形状の単位画素転写部、およびその集合体である単位画素転写
部群を表面に備えることが可能な厚みであればよく、例えば１μｍ～２００μｍの範囲内
、中でも２０μｍ～５０μｍの範囲内が好ましい。離型層の厚みが上記範囲よりも大きい
と、離型層の形成に用いられる材料量およびその費用、ならびに離型シート全体の製造コ
ストが増大する場合がある。一方、離型層の厚みが上記範囲よりも小さいと、所望の形状
の単位画素転写部、およびその集合体である単位画素転写部群を備えることができない場
合がある。なお、離型層の厚みとは、図２（ｂ）においてにおいてＨで示す部分である。
【００６８】
　また、離型層の単位画素転写部群を備える表面には、剥離層を有していても良い。樹脂
皮革の製造に際し、剥離性が向上するからである。剥離層の材料としては、シリコーン系
樹脂、フッ素系樹脂が挙げられ、これらの樹脂を塗布し乾燥させて形成することができる
。
　離型層の厚みは、単位画素転写部の凹凸パターンを損なわない厚みであればよく、例え
ば０．１μｍ～３μｍ程度が好ましい。上記範囲以下の場合、剥離力が不十分になる可能
性があり、一方、上記範囲以上の場合、所望の凹凸パターンとの乖離が大きくなるからで
ある。
【００６９】
２．基材
　基材は、離型層を支持する。
　上記基材としては、離型層の形成が可能であれば特に限定されず、一般に樹脂皮革製造
用の離型シートや工程紙に用いられる従来公知の材質の基材が挙げられる。
　具体的には、クラフト紙、上質紙、キャストコート紙等の紙、ポリエチレンテレフタレ
ートやポリエチレンナフタレート等のポリエステル、各種ナイロン等のポリアミド、ポリ
プロピレン等の樹脂フィルム、合成紙、金属箔、織布、不織布などを使用することができ
る。これらは単独、または適宜積層して使用することができる。
　中でも本実施形態の離型シートを用いて樹脂皮革を製造する際に、熱劣化を生じにくく
、離型層との密着性が高いことから、上記基材としては紙が好ましい。
【００７０】
　また、上記基材が樹脂フィルムである場合、樹脂フィルムに用いられる樹脂は、上述し
た離型層を形成する樹脂と同じであってもよい。この場合、基材と離型層とが一体であっ
てもよい。
【００７１】
　上記基材の厚みは特に限定されず、基材の材質等に応じて適宜設定することができるが
、例えば５０μｍ～２００μｍの範囲内で設定することが好ましい。
【００７２】
　上記基材の離型層側の面は、離型層との密着性を向上させる目的で、コロナ放電処理、
オゾン処理などの易接着性処理やプライマーコート等の表面処理が施されていてもよい。
【００７３】
３．任意の層
　本実施形態の離型シートは、離型層および基材の他に、必要に応じて任意の層を有して
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いてもよい。
　例えば、基材表面が平滑でない場合は、離型層を均一に形成可能とするために、基材と
離型層との間に平滑性向上層を有していてもよい。平滑性向上層としては、例えば、特開
２００２－０８６６２２号公報等に開示される組成からなる平滑性向上層や、クレーコー
ト層等が挙げられる。
【００７４】
　また、基材と離型層との間にプライマー層を有していてもよい。基材と離型層との密着
性を向上させることができるからである。プライマー層の材料としては、例えば、フッ素
系コーティング剤、シランカップリング剤等が挙げられる。
【００７５】
４．その他
　本実施形態の離型シートは、離型層および基材が一体であってもよい。離型層および基
材が一体であるとは、図７で例示するように、離型層２および基材１が同一材料で形成さ
れた単層５であることをいう。上記単層を構成する材料としては、「１．離型層」の項で
説明した材料が挙げられる。
　離型層および基材が一体である離型シートにおける単位画素転写部、単位画素転写部群
等については、既に説明した内容と同様であるため、ここでの説明は省略する。
【００７６】
５．他の態様
　本実施形態の離型シートの他の態様（以下、この項において本態様とする。）は、複数
の単位画素転写部が配置されてなる単位画素転写部群を表面に備える離型シートであって
、上記単位画素転写群は、第１の軸に沿って延びる複数のライン状の凹部および凸部で構
成された凹凸パターンを有する第１の単位画素転写部と、上記第１の単位画素転写部に隣
接し、かつ、第２の軸に沿って延びる複数のライン状の凹部および凸部で構成された凹凸
パターンを有する第２の単位画素転写部と、上記第２の単位画素転写部に隣接し、かつ、
第３の軸に沿って延びる複数のライン状の凹部および凸部で構成された凹凸パターンを有
する第３の単位画素転写部と、を少なくとも備え、上記第１の軸および上記第２の軸は交
差関係にあり、かつ、上記第２の軸および上記第３の軸は交差関係にある。
【００７７】
　本態様の離型シートの概略断面図および平面図は、既に説明した図１（ａ）および（ｂ
）と同様とすることができる。また、図５は、本態様の離型シートにおける単位画素転写
部群の一部を示す拡大図であり、図１（ｂ）のＺ部分に相当する。
　本態様の離型シート１０は、第１～第３の単位画素転写部１１Ａ～１１Ｃを少なくとも
備える単位画素転写群を表面に備える。
　ここで第１の単位画素転写部１１Ａは、第１の軸ＬＡに沿って延びる複数のライン状の
凹部１１１ａおよび凸部１１１ｂで構成された凹凸パターン１１１Ａを有する。第２の単
位画素転写部１１Ｂは、第１の単位画素転写部１１Ａに隣接し、かつ、第２の軸ＬＢに沿
って延びる複数のライン状の凹部１１１ａおよび凸部１１１ｂで構成された凹凸パターン
１１１Ｂを有する。第３の単位画素転写部１１Ｃは、第２の単位画素転写部１１Ｂに隣接
し、かつ、第３の軸ＬＣに沿って延びる複数のライン状の凹部１１１ａおよび凸部１１１
ｂで構成された凹凸パターン１１１Ｃを有する。
　また、第１の軸ＬＡおよび第２の軸ＬＢは交差関係にあり、かつ、第２の軸ＬＢおよび
第３の軸ＬＣは交差関係にある。図５においては、第１の軸ＬＡおよび第２の軸ＬＢの交
差角度θ１、第２の軸ＬＢおよび第３の軸ＬＣの交差角度θ２、ならびに第１の軸ＬＡお
よび第３の軸ＬＣの交差角度θ３がそれぞれ６０°である例を示す。なお、単位画素転写
部の平面視形状に規則性はなくてもよい。
【００７８】
　本態様の離型シートにおける単位画素転写部群は、複数の単位画素転写部が配置されて
なる。上記単位画素転写部群は、第１～第３の単位画素転写部を少なくとも備える。
　第１～第３の各単位画素転写部を構成する凸部および凹部の詳細は、上述の「１．離型
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層」の項で説明したためここでの説明は省略する。
【００７９】
　また、第１～第３の各単位画素転写部の平面視形状は、それぞれ上述の「１．離型層」
の項で説明した単位画素転写部の平面視形状と同様とすることができる。なお、単位画素
転写部群内において配列される各単位画素転写部は、平面視形状に規則性があってもよく
、規則性がなくてもよい。
【００８０】
　上記第１の単位画素転写部、上記第２の単位画素転写部、および上記第３の単位画素転
写部の平面視形状は、互いに合同の関係にあってもよく、いずれか２つが合同の関係にあ
ってもよく、互いに合同の関係になくてもよい。
　なお、第１～第３の単位画素転写部の平面視形状が互いに合同の関係にあるとは、数学
（幾何学）上でいう「合同」の関係にあるという意味である。すなわち、第１～第３の単
位画素転写部は、平面視の形状（外周形状）および大きさが同一であることをいう。各単
位画素転写部内の凹凸パターンは、単位画素転写部ごとに同じであってもよく、異なって
もよい。
【００８１】
　第１の単位画素転写部、上記第２の単位画素転写部、および上記第３の単位画素転写部
の平面視形状が互いに合同の関係にあることが好ましい。上記の場合、上記第１の単位画
素転写部、上記第２の単位画素転写部、および上記第３の単位画素転写部の平面視形状は
矩形であることが好ましい。
　図８は、第１～第３の単位画素転写部の平面視形状が矩形であり、且つ互い合同の関係
にある単位画素転写部群の例を示している。
【００８２】
　また、上記第１の単位画素転写部、上記第２の単位画素転写部、および上記第３の単位
画素転写部の平面視形状は互いに合同の関係になくてもよい。
　図５は、第１～第３の単位画素転写部の平面視形状が互いに合同の関係にない単位画素
転写部群の例を示している。
【００８３】
　さらに、上記第１～第３の３種の単位画素転写部のうち、いずれか２種の上記単位画素
転写部の平面視形状が合同の関係にあり、他の１種の上記単位画素転写部の平面視形状が
、上記２種の単位画素転写部の平面視形状と相似の関係にあってもよい。
　例えば、図９に示す単位画素転写部群は、第１～第３の単位画素転写部１１Ａ～１１Ｃ
のうち、第２および第３の単位画素転写部１１Ｂおよび１１Ｃの平面視形状が四角形で合
同の関係にあり、第１の単位画素転写部１１Ａの平面視形状が、第２および第３の単位画
素転写部１１Ｂおよび１１Ｃの平面視形状と相似の関係にある。
【００８４】
　以下、第１～第３の単位画素転写部の平面視形状が互いに合同の関係ある場合と合同の
関係にない場合とに分けて説明する。
【００８５】
（１）平面視形状が合同の関係ある場合
　第１～第３の単位画素転写部の平面視形状が互いに合同の関係ある場合、上記第１の軸
および上記第２の軸は交差関係にあり、かつ、上記第２の軸および上記第３の軸は交差関
係にある。
【００８６】
（ａ）第１の軸および第２の軸の交差関係
　上記第１の軸および上記第２の軸が交差する角度（第１の軸および第２の軸の交差角度
とする。）とは、第１の軸および上記第２の軸の２つの方向がなす角度のうち、鋭角側の
角度を指す。上記第１の軸および上記第２の軸の交差角度は、特に限定されない。
　上記第１の軸および上記第２の軸の交差角度は９０°である、すなわち、上記第１の軸
および上記第２の軸は直交関係にあってもよい。また、上記第１の軸および上記第２の軸
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は４５°の角度で交差してもよい。
【００８７】
（ｂ）第２の軸および第３の軸の交差関係
　上記第２の軸および上記第３の軸が交差する角度（第２の軸および第３の軸の交差角度
とする。）とは、第２の軸および上記第３の軸の２つの方向がなす角度のうち、鋭角側の
角度を指す。
　上記第２の軸および上記第３の軸の交差角度は特に限定されない。上記第２の軸および
上記第３の軸の交差角度が９０°である、すなわち、上記第２の軸および上記第３の軸の
軸が直交関係にあってもよい。
【００８８】
（ｃ）第１、第２および第３の軸の交差関係
　上記第１の軸および上記第２の軸の交差角度は、上記第２の軸および上記第３の軸の交
差角度と一致していてもよい。第１～第３の単位画素転写部の平面視形状が互いに合同の
関係にあるため、より均一な輝きを得ることができる。また、第１の軸および第２の軸の
交差角度と、第２の軸および第３の軸の交差角度とが一致していることにより、よりはっ
きりとした輝きを観察することができる。
【００８９】
　このとき、上記第１の軸および上記第３の軸は直交関係にあり、かつ、上記第１の軸お
よび上記第２の軸は、９０°未満の角度で交差する関係が好ましい。
【００９０】
　また、上記第１の軸および上記第２の軸の交差角度は、上記第２の軸および上記第３の
軸の交差角度と異なっていてもよい。第１～第３の単位画素転写部の平面視形状が互いに
合同の関係にあるため、より均一な輝きを得ることができる。また、第１の軸および第２
の軸の交差角度と、第２の軸および第３の軸の交差角度とが異なっていることにより、視
認方向が変化しても輝きを観察することができる。
【００９１】
　図８に示す単位画素転写部群は、第１の軸ＬＡおよび第２の軸ＬＢの交差角度が、第２
の軸ＬＢおよび第３の軸ＬＣの交差角度と異なる例を示している。具体的には、図８に示
す単位画素転写部群は、第１～第４の単位画素転写部１１Ａ～１１Ｄを有し、第１単位画
素転写部１１Ａにおける第１の軸ＬＡおよび第２単位画素転写部１１Ｂにおける第２の軸
ＬＢの交差角度θ１が９０°、第２単位画素転写部１１Ｂにおける第２の軸ＬＢおよび第
３単位画素転写部１１Ｃにおける第３の軸ＬＣの交差角度θ２が４５°の関係にある。ま
た、第３単位画素転写部１１Ｃにおける第３の軸ＬＣおよび第４単位画素転写部１１Ｄに
おける第４の軸ＬＤの交差角度θ３が７５°、第４単位画素転写部１１Ｄにおける第４の
軸ＬＤおよび第１単位画素転写部１１Ａにおける第１の軸ＬＡの交差角度θ４が３０°の
関係にある。さらに、第４単位画素転写部１１Ｄにおける第４の軸ＬＤおよび第２単位画
素転写部１１Ｂにおける第２の軸ＬＢの交差角度θ5が６０°の関係にある。
【００９２】
　なお、各交差角度については、規則性があってもよく、なくてもよい。
【００９３】
（２）平面視形状が合同の関係にない場合
　第１～第３の単位画素転写部の平面視形状が互いに合同の関係にない場合、上記第１の
軸および上記第２の軸は交差関係にあり、かつ、上記第２の軸および上記第３の軸は交差
関係にある。
【００９４】
　第１の軸および第２の軸の交差角度、ならびに第２の軸および第３の軸の交差角度につ
いては、上記「（１）平面視形状が合同の関係にある場合」で説明した角度と同様である
。
　中でも、上記第１の軸および上記第２の軸は直交関係にあることが好ましい。
【００９５】
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　上記第１の軸および上記第２の軸の交差角度は、上記第２の軸および上記第３の軸の交
差角度と一致していてもよい。図５の単位画素転写部群は、第１の軸ＬＡおよび第２の軸
ＬＢの交差角度が、第２の軸ＬＢおよび第３の軸ＬＣの交差角度と一致する例を示してい
る。第１～第３の単位画素転写部の平面視形状が互いに合同の関係にある場合のような均
一な輝きではないが、第１の軸および第２の軸の交差角度と、第２の軸および第３の軸の
交差角度とが一致していることにより、特定方向から輝きを観察することができる。
【００９６】
　また、上記第１の軸および上記第２の軸の交差角度は、上記第２の軸および上記第３の
軸の交差角度と異なっていてもよい。
【００９７】
（３）その他
　上記単位画素転写部群は、上述した第１～第３の単位画素転写部を少なくとも有すれば
よく、それぞれ複数有していてもよい。
　また、上記単位画素転写部群は、第１～第３の単位画素転写部の他に、第１～第３の単
位画素転写部における凹凸パターンの軸方向と異なる軸方向の凹凸パターンを有する他の
単位画素転写部を備えていてもよい。
【００９８】
　本態様の離型シートは、上述したように、基材と、上記基材上に形成された離型層とを
有し、上記離型層の表面に単位画素群を備えていてもよい。また、本態様の離型シートは
、離型層および基材が一体である単層の表面に単位画素転写部群を備えていてもよい。
【００９９】
６．離型シートの製造方法
　本実施形態の離型シートの製造方法は、基材上に離型層を形成し、上記離型層の表面に
、所望の形状の単位画素転写部が複数配置された単位画素転写部群を形成することが可能
な方法であれば特に限定されず、離型層の形成に用いられる材料に応じて適宜選択するこ
とができる。
　例えば、離型層形成用組成物に含まれる樹脂が電離放射線硬化樹脂であれば、基材の一
方の表面に離型層形成用組成物を塗布後、単位画素転写部の転写形状に相当するパターン
を表面に有する金型版（以下、離型層形成用金型版とする。）を塗布層に押し当てて電離
放射線を照射して硬化することで、表面に単位画素転写部群を備える離型層を形成するこ
とができる。
　一方、離型層形成用組成物に含まれる樹脂が熱可塑性樹脂であれば、基材表面に離型層
形成用組成物である樹脂を押出ラミネートしながら、離型層形成用金型版を押し当てるこ
とで、表面に単位画素転写部群を備える離型層を形成する方法を用いることができる。
　また、基材の一方の表面に、離型層形成用組成物を塗布後、塗布層に離型層形成用金型
版で加熱押圧することで表面に単位画素転写部群を備える離型層を形成することができる
。
　また、基材を用いずに、離型層形成用組成物を用いて上述の方法により基材と離型層と
が一体の離型シートを製造することも可能である。
【０１００】
７．用途
　本実施形態の離型シートは、合成皮革や人工皮革等の樹脂皮革の製造における工程剥離
紙として好適に用いることができる。
【０１０１】
ＩＩ．樹脂皮革
　本発明の一実施形態に係る樹脂皮革（以下、本実施形態の樹脂皮革とする場合がある。
）は、支持層と、上記支持層に複数の単位画素が配置されてなる単位画素群を表面に備え
る樹脂表皮層と、を有し、上記単位画素内では、少なくとも５本以上のライン状の凹凸パ
ターンが、一の方向に周期的に配置されており、上記単位画素群内では、隣接する２つの
上記単位画素のうち、一方の上記単位画素の凹凸パターンの長手方向と、他方の上記単位
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画素の凹凸パターンの長手方向とが、交差関係にある。
【０１０２】
　本実施形態の樹脂皮革について、図を参照して説明する。図１０（ａ）および（ｂ）は
本実施形態の樹脂皮革の一例を示す概略断面図および平面図である。また、図１１（ａ）
は単位画素群の一部の拡大平面図であり、図１０（ｂ）のＺ部分の拡大図に相当する。図
１１（ｂ）は図１１（ａ）のＸ－Ｘ線断面図であり、単位画素の概略断面図である。
　図１０および図１１に示す樹脂皮革２０は、支持層２１と、支持層２１上に形成され、
複数の単位画素３１が配置されてなる単位画素群を表面に備える樹脂表皮層２２とを有す
る。
　単位画素３１内では、少なくとも５本以上のライン状の凹凸パターン１３１が、一の方
向に周期的に配置されている。なお、凹凸パターン１３１は、平面視形状がライン状の凹
パターン（凹部）１３１ａと、平面視形状がライン状の凸パターン（凸部）１３１ｂとが
、それぞれ長尺方向を同一の方向にして交互に配置されて構成されている。
　単位画素群内では、隣接する２つの単位画素３１Ａ、３１Ｂのうち、一方の単位画素３
１Ａの凹凸パターン１３１Ａの長手方向ＬＡと、他方の単位画素３１Ｂの凹凸パターン１
３１Ｂの長手方向ＬＢとが、交差関係にある。
　なお、図１１（ｂ）中の、ｄａ、ｄｂ、Ｐ、ＴおよびＨは、それぞれ、単位画素を構成
する凹パターンの幅、凸パターンの幅、ピッチ、凹凸段差、および樹脂表皮層の厚みを示
す。
【０１０３】
　本実施形態の樹脂皮革によれば、樹脂皮革の表面において、一定のピッチ且つ一定の方
向で形成された複数本のライン状の凹凸パターンを有する単位画素が、隣接する単位画素
の凹凸パターンの長手方向同士が交差関係となるようにして複数配置されていることで、
面光源からの光に対しては、多方向に回折光等が生じることで、視認方向に因らず、「て
かり」が抑えられた高光沢かつ明瞭な色や柄を、光沢色の色みの変化を伴わずに表示する
ことができる。一方、点光源からの光に対しては、各単位画素にて特定の方向に光が分光
することで、視認方向に因らず分光方向に応じた回折光等による光輝感を有する柄を表示
することができる。
【０１０４】
　以下、本実施形態の樹脂皮革について、構成ごとに説明する。
　なお、本実施形態の樹脂皮革における「ライン状の凹凸パターン」、「ライン状の凹凸
パターンが、一の方向に周期的に配置されている」こと、および「凹凸パターンの長手方
向」については、上記「Ａ．離型シート　１．離型層　（１）単位画素転写部群　（ａ）
単位画素転写部」の項で説明した内容と同様である。
【０１０５】
１．樹脂表皮層
　本実施形態の樹脂皮革における樹脂表皮層は、上記支持層上に位置し、複数の単位画素
が配置されてなる単位画素群を表面に備える。
　上記樹脂表皮層は、樹脂皮革の表皮として天然皮革に似た質感や色あいを有する。
【０１０６】
　樹脂表皮層における単位画素および単位画素群については、「Ａ．離型シート　１．離
型層」の項で説明した離型層が備える単位画素転写部および単位画素転写部群と同様であ
るため、ここでの説明は省略する。なお、樹脂表皮層における単位画素は、離型層が備え
る単位画素転写部の反転形状に相当する。
【０１０７】
　上記単位画素群内では、隣接する２つの上記単位画素のうち、一方の上記単位画素の凹
凸パターンの長手方向と、他方の上記単位画素の凹凸パターンの長手方向とが、直交関係
にあることが好ましい。その理由については、「Ａ．離型シート　１．離型層」の項で述
べた理由と同様である。
【０１０８】
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　また、上記単位画素の平面視形状が矩形であり、一辺の長さが１５μｍ以上３００μｍ
以下であることが好ましい。その理由については、「Ａ．離型シート　１．離型層」の項
で述べた単位画素転写部の一辺の長さについての理由と同様である。
【０１０９】
　上記単位画素の凹凸パターンは、凸パターンと凹パターンとを有し、隣接する上記凸パ
ターンの幅と上記凹パターンの幅との和、すなわち、一の上記凸パターンの幅と上記一の
凸パターンに隣接する上記凹パターンの幅との和が、３μｍ以上６０μｍ以下であること
が好ましい。その理由については、「Ａ．離型シート　１．離型層」の項で述べた理由と
同様である。
【０１１０】
　上記単位画素の凹凸パターンは、凸パターンと凹パターンとを有し、上記凸パターンの
幅と上記凹パターンの幅とが異なっていてもよい。その理由については、「Ａ．離型シー
ト　１．離型層」の項で述べた理由と同様である。
【０１１１】
　樹脂表皮層に用いられる樹脂としては、一般に合成皮革や人工皮革の製造に用いられる
樹脂を適用することができ、例えばナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリ塩化ビニル樹
脂等が挙げられる。中でも、上記樹脂表皮層が、ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリ
塩化ビニル樹脂よりなる群から選択される少なくとも１種を含むことが好ましい。
　また、上記樹脂表皮層は、可塑剤、安定剤、着色剤等の添加剤を含んでいてもよい。
【０１１２】
　樹脂表皮層の厚みとしては、所望の形状の単位画素およびその集合体である単位画素群
を備えることが可能な厚みであればよく、特に限定されず、用途等に応じて適宜設計する
ことができる。
【０１１３】
２．支持層
　本実施形態の樹脂皮革における支持層は、樹脂表皮層を支持する。
　支持層としては、木綿、麻、羊毛などの天然繊維、レーヨン、アセテートなどの再生ま
たは半合成繊維、ポリアミド、ポリエステル、ポリアクリロニトリル、ポリビニルアルコ
ール、ポリオレフィンなどの合成繊維の繊維からなる織布、不織布、網布、紙、ポリエス
テルやポリオレフィン等の樹脂フィルム、金属板、ガラス板等、一般に、合成皮革や人工
皮革に用いられる支持層から、樹脂皮革の種類や用途に応じて適宜選択することができる
。
　支持層の厚みとしては、樹脂表皮層を支持可能な厚みであれば特に限定されない。
【０１１４】
３．その他の態様
　本実施形態の樹脂皮革の他の態様は、支持層と、上記支持層上に、複数の単位画素が配
置されてなる単位画素群を表面に備える樹脂表皮層と、を有し、上記単位画素群は、第１
の軸に沿って延びる複数のライン状の凹部および凸部で構成された凹凸パターンを有する
第１の単位画素と、上記第１の単位画素に隣接し、かつ、第２の軸に沿って延びる複数の
ライン状の凹部および凸部で構成された凹凸パターンを有する第２の単位画素と、上記第
２の単位画素に隣接し、かつ、第３の軸に沿って延びる複数のライン状の凹部および凸部
で構成された凹凸パターンを有する第３の単位画素と、少なくとも備え、上記第１の軸お
よび上記第２の軸は交差関係にあり、かつ、上記第２の軸および上記第３の軸は交差関係
にある。
【０１１５】
　この態様を有する樹脂皮革は、上記「Ａ．離型シート　５．他の態様」の項で説明した
離型シートを用いて製造することができる。上記の態様を有する樹脂皮革における第１～
第３の単位画素の詳細は、上記「Ａ．離型シート　５．他の態様」の項で説明した離型シ
ートにおける第１～第３の単位画素転写部の詳細と同様とすることができる。
【０１１６】
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４．樹脂皮革の製造方法
　本実施形態の樹脂皮革の製造方法としては、上記「Ａ．離型シート」の項で説明した離
型シートを用い、樹脂皮革の樹脂表皮層表面に所望の形状の単位画素およびその集合体で
ある単位画素群を形成可能な方法であれば特に限定されず、離型シートを用いた従来公知
の合成皮革または人工皮革の製造方法を用いることができる。樹脂皮革の製造方法は、乾
式法であってもよく、湿式法であってもよい。
　例えば、乾式法により樹脂皮革を製造する場合、上記「Ａ．離型シート」の項で説明し
た離型シートの離型層表面に、樹脂表皮層形成用組成物を塗布し乾燥して樹脂表皮層を形
成し、上記樹脂表皮層上に接着層を介して支持層を積層させて乾燥および熟成後、離型シ
ートを剥離することで、樹脂皮革を製造することができる。上記接着層は、樹脂皮革の製
造に用いられる従来公知の接着層を用いることができる。
【０１１７】
　樹脂表皮層形成用組成物としては、所望の樹脂表皮層を形成可能であればよく、樹脂皮
革の種類に応じて適宜選択される。
　例えば、樹脂皮革がポリウレタンレザーの場合であれば、樹脂表皮層形成用組成物とし
て、ポリウレタンおよび任意の添加剤を含み、固形分が２０質量％～５０重量％程度のポ
リウレタンペースト等が用いられる。また、樹脂皮革がポリ塩化ビニルレザーの場合であ
れば、樹脂表皮層形成用組成物として、ポリ塩化ビニルおよび任意の添加剤を含むゾル等
が用いられる。
　樹脂表皮層形成用組成物の塗布方法としては、樹脂表皮層形成用組成物の組成に応じて
既知の方法を用いることができる。
【０１１８】
５．用途
　本実施形態の樹脂皮革は、一般に合成皮革が用いられる用途に用いることができる。ま
た、天然皮革の代替品として用いることも可能である。具体的な用途としては、衣料、鞄
、靴、財布、スマートフォンカバー表皮材、インテリア資材、インスツルメントパネル材
、カーシート表皮材、ステアリングホイール表皮材等の車両用内装材や自動二輪車のシー
ト材等が挙げられる。図１２（ａ）および（ｂ）はそれぞれ本実施形態の樹脂皮革を用い
た鞄５０およびインスツルメントパネル材６０の一例を示す模式図である。
【０１１９】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本
発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用
効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１２０】
　以下に実施例を示し、本発明をさらに詳細に説明する。
【０１２１】
［実施例１～１５］
１．転写原版の準備
　グラビア刷版方式で銅めっきしたシリンダー（径：１００ｍｍφ、幅３００ｍｍ）表面
に、表１～表３に示すライン状の凹凸パターンを有する区画領域を形成した後、表面をク
ロムめっき処理した。ロールエンボス装置に上記シリンダーを取り付けた。転写原反にお
ける区画領域とは、離型シートの単位画素転写部を転写形成する部位である。凸パターン
および凹パターンは等幅とした。
【０１２２】
２．離型シートの製造
　紙基材（厚み１５０μｍ）の一方の面上に、厚みが３０μｍとなるようにポリプロピレ
ンを塗布して離型層を形成し、下記の条件で上記離型層に上記シリンダーを加熱押圧して
区画領域の凹凸パターンを転写して、離型層表面に、ライン状の凹凸パターンが複数本形
成された単位画素転写部の集合体である単位画素転写部群が賦型された長尺形状の離型シ
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ート（原反幅３００ｍｍ）を得た。離型シートにおける単位画素転写部の詳細を表１～表
３に示す。パターン本数は、凹パターンおよび凸パターンの合計本数であり、各パターン
はそれぞれ上記パターン本数の半分の本数である。例えば、パターン本数が１０本であれ
ば、凸パターンは５本、凹パターンは５本となる。また、実施例１～５の離型シートにお
ける単位画素転写部の配置態様を図１３（ａ）に、実施例６～１０の離型シートにおける
単位画素転写部の配置態様を図１３（ｂ）に、実施例１１～１５の離型シートにおける単
位画素転写部の配置態様を図１３（ｃ）に示す。図１３（ａ）～（ｃ）中の矢印Ｌは、各
単位画素転写部の凹凸パターンの長尺方向（軸方向）を示す。
（転写条件）
・シリンダー温度：１２０℃
・押圧力：１５０ｋｇｆ／ｃｍ
・搬送速度：５ｍ／ｍｉｎ
【０１２３】
３．樹脂皮革（合成皮革）の製造
　実施例１～１５により得られた各離型シートを用い、各離型シートの離型層上に、樹脂
表皮層形成用組成物として下記の組成からなる合成皮革の表皮層用のポリウレタン組成物
をバーコート法で塗布し、１００℃～１２０℃の範囲内で２分間、加熱乾燥させた。その
後、塗布層上に接着剤を用いて基布（支持層）を貼り合せ、乾燥、熟成後、離型シートを
剥離して合成皮革を得た。合成皮革は表面に複数本のライン状の凹凸パターンからなる単
位画素およびその集合体である単位画素群を有しており、合成皮革上の凹凸パターンは、
離型シートの凹凸パターンと同様の寸法形状を有していた。
（樹脂表皮層形成用組成物）
・ポリウレタン（レザミンＮＥ－８８１１　大日精化工業（株）製）　…　１００重量部
・着色剤（セイカセブンＮＥＴ－５７９４ブラック　大日精化工業（株）製）　…　１５
重量部
・トルエン　…　２５重量部
・イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）　…　２５重量部
【０１２４】
４．評価
　実施例１～１５で得られた離型シート、およびそれを用いて製造した合成皮革について
、以下の評価を行った。各評価結果を表１～表３に示す。
【０１２５】
（１）転写率計測
　得られた各転写原版表面に形成された凹凸パターン、および上記転写原版により形成さ
れた離型シートの離型層表面に形成された凹凸パターンの深さをレーザー顕微鏡を用いて
計測した。
　計測箇所は、まず、転写原版表面の区画領域の１つを選択し、上記区画領域内のうち任
意の５本のラインの高さを計測してその平均値を求めた。次に、上記転写原版により得ら
れた離型シートの離型層表面の、上記区画領域により形成された単位画素転写部内の、上
記区画領域内の任意の５本のラインに相当する凹凸ラインの高さを計測してその平均値を
求めた。転写原版の区画領域に形成された凹凸パターンの深さに対する、離型層表面の単
位画素転写部に形成された凹凸パターンの深さを算出し、転写率と定義した。
【０１２６】
　実施例６～１０の離型シートは、凹凸パターンの長手方向の交差角度を９０°とし、且
つ単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向を離型シートの長尺方向に対して斜め（＋４
５°）×斜め（－４５°)とすることで、他の実施例よりも転写率を向上させることがで
きた。
【０１２７】
（２）点光源からの光により生じる回折光による柄の形状
　各合成皮革について、１００ｍｍ角のサンプルを切り出し、上記サンプルを机の上に置
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る回折光による柄の形状を特定した。
【０１２８】
　実施例１～１０、１１～１５で得られた離型シートを用いて形成した合成皮革について
、点光源からの光により生じる回折光による柄の形状を比較すると、単位画素群内の凹凸
パターンの長手方向を２方向から４方向に増やすことで、表示された上記柄は十字形状か
ら八本の放射線からなる形状となり、輝き方を４方向（図１４（ａ））から８方向（図１
４（ｂ））に制御することができた。
【０１２９】
（３）外観評価
　各合成皮革について、以下の手順で目視検査を行い、単位画素の視認が可能であるか判
定した。
（手順）
　合成皮革から１００ｍｍ角のサンプルを切り出し、上記サンプルを机の上に置き、５０
０ｍｍ上方位置から単位画素の観察を行った。試験環境は、照度４００ルクス（明るいオ
フィス相当）とした。
被験者１０名(２０代から６０代まで)とし、単位画素の形状を視認できる人数をカウント
し、下記判定とした。
◎◎：０名(単位画素が全く見えない)
◎：１～２名(単位画素がほとんど見えない)
〇：３～７名(単位画素がわずかに見える)
△：８名以上(単位画素が見える)
【０１３０】
　実施例１～１５で得られた離型シートを用いて形成した合成皮革は、面光源に対して光
沢色の色みの変化を伴わない所望の光沢感を得ることができた。さらに、実施例１～４、
実施例６～９、実施例１１～１４で得られた離型シートを用いて形成した合成皮革は、離
型シートの単位画素転写部の平面視形状（画素サイズ）を３００μｍ×３００μｍ以下と
することで、単位画素を視認しにくくすることができた。
【０１３１】
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【表２】

【０１３３】
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【表３】

【符号の説明】
【０１３４】
　１　…　基材
　２　…　離型層
　１０　…　離型シート
　１１　…　単位画素転写部
　１１１　…　凹凸パターン
　２０　…　樹脂皮革
　２１　…　支持層
　２２　…　樹脂表皮層
　３１　…　単位画素
　１３１　…　凹凸パターン
【要約】
　基材と、上記基材上に位置し、複数の単位画素転写部が配置されてなる単位画素転写部
群を表面に備える離型層と、を有し、上記単位画素転写部内では、少なくとも５本以上の
ライン状の凹凸パターンが、一の方向に周期的に配置されており、上記単位画素転写部群
内では、隣接する２つの上記単位画素転写部のうち、一方の上記単位画素転写部の凹凸パ
ターンの長手方向と、他方の上記単位画素転写部の凹凸パターンの長手方向とが、交差関
係にある離型シートを提供する。
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【図１２】 【図１３】

【図１４】



(30) JP 6079946 B1 2017.2.15

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０４－０７８５３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－１２４１５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－０６５２３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０１－２０９１９９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ３２Ｂ　　　１／００－４３／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

